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(57)摘要

一种带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，

包括机箱、工作台、石膏模型修整机、真空过滤

机、石膏回收箱；真空过滤机对义齿石膏模型修

整机工作时产生的污水进行负压过滤，过滤后的

净水储存在储水箱中，进行循环利用，减少废水

排放，避免对环境造成污染，同时减少了水资源

的消耗，降低了生产成本；经真空过滤机处理后

的石膏粉末暂时存放在石膏回收箱中，石膏回收

箱有较大容积，可减少清理次数，降低了清理工

作量；同时石膏回收箱中的石膏粉末呈潮湿的块

状，容易进行清理，避免了在清理过程中对工作

环境造成的二次污染。
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1.一种带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：包括机箱（1）、工作台（2）、石

膏模型修整机（3）、真空过滤机（4）、石膏回收箱（5）；所述机箱（1）包括金属型材构成的框架

和围板；所述工作台（2）设置在机箱（1）上部；所述石膏模型修整机（3）设置在工作台（2）上

部；所述真空过滤机（4）设置在机箱（1）内部，固定在机箱（1）的金属型材框架上；真空过滤

机（4）包括滤带（401）、真空室（402）、储水箱（403）、沉淀槽（404）、过滤回水管（405）、循环水

路（406）、循环水泵（407）、石膏模型修整水路（408）、滤带清洗水路（409）；所述石膏模型修

整机（3）与滤带（401）之间设置有修整机回水口（301）连通；所述真空室（402）设置在滤带

（401）工作段的下部；所述储水箱（403）设置在机箱（1）内的下部，储水箱（403）底部为倾斜

设置，底部左端设置有沉淀槽（404）；所述真空室（402）与储水箱（403）之间通过过滤回水管

（405）连通；所述储水箱（403）设置有循环水路（406），循环水路（406）上设置有循环水泵

（407），循环水泵（407）连接有石膏模型修整水路（408）、滤带清洗水路（409）；所述储水箱

（403）上部还设置有滤带清洗回水口（417）。

2.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述石膏模型

修整水路（408）上设置有石膏模型修整水路阀门（410）；所述滤带清洗水路（409）上设置有

滤带清洗水路阀门（411）。

3.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述储水箱

（403）上设置有储水箱进水道，进水道上设置有储水箱进水阀门（412）；所述储水箱（403）上

设置有储水箱排水道，储水箱排水道上设置有沉淀槽阀门（413）。

4.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述储水箱

（403）上设置有高端水位传感器（414）、低端水位传感器（415）、沉淀槽传感器（416）。

5.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述机箱（1）

内部还设置有可取出的石膏回收箱（5），石膏回收箱（5）设置在滤带（401）工作段末端下部。

6.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：滤带清洗水路

（409）端部设置有喷淋口。

7.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述储水箱

（403）内还设置有过滤网（418）。

8.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述储水箱

（403）上的储水箱进水道端部设置有喷淋口。

9.根据权利要求1所述带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，其特征是：所述储水箱排

水道与石膏模型修整水路（408）相连通，且储水箱排水道上设置有清淤泵（419）。
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一种带真空过滤机的义齿石膏模型修整机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及义齿加工用工具领域，具体涉及一种带真空过滤机的义齿石膏模

型修整机。

背景技术

[0002] 现有的用于义齿石膏模型修整机没有配备废水处理装置，石膏模型修整机在使用

时需另外配备一个污水储水箱；义齿石膏模型修整机工作时，进水端直接连接自来水管，义

齿石膏模型修整机修整义齿石膏模型所产生的污水暂时储存在污水储水箱中，污水在储水

箱中经简单沉淀处理后，直接排放至下水管道中，对环境造成污染；同时义齿石膏模型修整

机在工作过程中耗水量较大，还造成了水资源的浪费，也导致义齿生产成本提高；另外义齿

石膏模型修整机工作中产生的石膏沉淀物较多且呈糊状，需每天对污水储水箱进行清理，

工作量较大，同时清理过程中容易对生产环境造成二次污染。

实用新型内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种带真空过滤机的义齿石膏模

型修整机；义齿石膏模型修整机工作时真空过滤机对义齿石膏模型修整机产生的污水进行

负压过滤，过滤后的净水储存在储水箱中，进行循环利用，减少废水排放，避免对环境造成

污染，同时减少了水资源的消耗，降低了生产成本；经真空过滤机处理后的石膏暂时存放在

石膏回收箱中，石膏回收箱有较大容积，可减少清理次数，降低了清理工作量；同时石膏回

收箱中石膏呈潮湿的块状，容易进行清理，也避免了在清理过程中对工作环境造成的二次

污染。

[0004] 为了实现所述实用新型目的，本实用新型采用如下技术方案：一种带真空过滤机

的义齿石膏模型修整机，包括机箱、工作台、石膏模型修整机、真空过滤机、石膏回收箱；所

述机箱包括金属型材构成的框架和围板；所述工作台设置在机箱上部；所述石膏模型修整

机设置在工作台上部；所述真空过滤机设置在机箱内部，固定在机箱的金属型材框架上；真

空过滤机包括滤带、真空室、储水箱、过滤回水管、循环水路、循环水泵、石膏模型修整水路、

滤带清洗水路；所述石膏模型修整机与滤带之间设置有修整机回水口连通，石膏模型修整

机工作过程中产生的污水经修整机回水口排放到滤带上，进行真空负压过滤处理；所述真

空室设置在滤带工作段的下部；所述储水箱设置在机箱内的下部，储水箱底部为倾斜设置，

底部左端设置有沉淀槽；所述真空室与储水箱之间通过滤回水管连通，经真空过滤机处理

后的净水经过滤回水管回收到储水箱中；所述储水箱设置有循环水路，循环水路上设置有

循环水泵，循环水泵连接有石膏模型修整水路、滤带清洗水路，石膏模型修整水路用于供给

石膏模型修整机的工作用水，滤带清洗水路用于滤带的清洗再生供水；所述储水箱上部还

设置有滤带清洗回水口，用于回收滤带清洗后的污水。

[0005] 优选的，所述石膏模型修整水路上设置有石膏模型修整水路阀门；所述滤带清洗

水路上设置有滤带清洗水路阀门。
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[0006] 优选的，所述储水箱上设置有储水箱进水阀门、沉淀槽阀门，储水箱进水阀门用于

储水箱进水，沉淀槽阀门用于储水箱沉淀槽内沉淀物的清理。

[0007] 优选的，所述储水箱上设置有高端水位传感器、低端水位传感器、沉淀槽传感器；

储水箱上的高端水位传感器、低端水位传感器用于侦测储水箱内的水位；储水箱上的沉淀

槽传感器用于侦测沉淀槽内沉淀物的数量。

[0008] 优选的，所述机箱内部还设置有可取出的石膏回收箱，石膏回收箱位于滤带工作

段末端下部，用于储存真空过滤机过滤出的饼状石膏粉末。

[0009] 优选的，所述滤带清洗水路设置有喷淋口。

[0010] 优选的，所述储水箱内还设置有过滤网，用于隔离真空过滤机过滤出的净水和滤

带清洗后的污水，防止滤带清洗后污水携带的粉末扩散到真空过滤机过滤出的净水中。

[0011] 优选的，所述储水箱上的储水箱进水道端部设置有水平布置的喷淋口，喷淋口用

于冲洗过滤网沉积的石膏粉末。

[0012] 优选的，所述储水箱排水道与石膏模型修整水路相连通，且储水箱排水道上设置

有清淤泵。

[0013] 由于采用如上所述的技术方案，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型公开

的一种带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，包括机箱、工作台、石膏模型修整机、真空过

滤机、石膏回收箱；真空过滤机对义齿石膏模型修整机工作时产生的污水进行负压过滤，过

滤后的净水储存在储水箱中，进行循环利用，减少废水排放，避免对环境造成污染，同时减

少了水资源的消耗，降低了生产成本；经真空过滤机处理后的石膏暂时存放在石膏回收箱

中，石膏回收箱有较大容积，可减少清理次数，降低了清理工作量；同时石膏回收箱中石膏

呈潮湿的块状，容易进行清理，也避免了在清理过程中对工作环境造成的二次污染。

附图说明

[0014] 图1为带真空过滤机的义齿石膏模型修整机示意图；

[0015] 图2为真空过滤机示意图。

[0016] 图中：1、机箱；2、工作台；3、石膏模型修整机；301、修整机回水口；4、真空过滤机；

401、滤带；402、真空室；403、储水箱；404、沉淀槽；405、过滤回水管；406、循环水路；407、循

环水泵；408、石膏模型修整水路；409、滤带清洗水路；410、石膏模型修整水路阀门；411、滤

带清洗水路阀门；412、储水箱进水阀门；413、沉淀槽阀门；414、高端水位传感器；415、低端

水位传感器；416、沉淀槽传感器；417、滤带清洗回水口；418、过滤网；419、清淤泵；5、石膏回

收箱；6、石膏滤饼。

具体实施方式

[0017] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护

本实用新型范围内的一切技术改进。

[0018] 一种带真空过滤机的义齿石膏模型修整机，包括机箱1、工作台2、石膏模型修整机

3、真空过滤机4、石膏回收箱5；所述机箱1包括金属型材构成的框架和四周围板；所述工作

台2设置在机箱1上部；所述石膏模型修整机3设置在工作台2上部；所述真空过滤机4设置在

机箱1内部，固定在机箱1的金属型材框架上；真空过滤机4包括滤带401、真空室402、储水箱
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403、过滤回水管405、循环水路406、循环水泵407、石膏模型修整水路408、滤带清洗水路

409；石膏模型修整机3与滤带401之间通过修整机回水口301连通；真空室402设置在滤带

401工作段的下部；储水箱403设置在机箱1内的下部，储水箱403底部为倾斜设置，底部左端

设置有沉淀槽404，储水箱403上设置有储水箱进水阀门412、沉淀槽阀门413、高端水位传感

器414、低端水位传感器415、沉淀槽传感器416、过滤网418；储水箱403上的储水箱进水道端

部还设置有水平布置的喷淋口；真空室402与储水箱403之间通过过滤回水管405连通；储水

箱403设置有循环水路406，循环水路406上设置有循环水泵407，循环水泵407连接有石膏模

型修整水路408、滤带清洗水路409，石膏模型修整水路408上设置有石膏模型修整水路阀门

410，滤带清洗水路409上设置有滤带清洗水路阀门411；储水箱403上部还设置有滤带清洗

回水口417；机箱1内部还设置有可取出的石膏回收箱5，石膏回收箱5位于滤带401工作段末

端下部；滤带清洗水路409设置有喷淋口；高端水位传感器414、低端水位传感器415、沉淀槽

传感器416为超声波发射接收器；储水箱排水路与石膏模型修整水路408相连通，且储水箱

排水路上设置有清淤泵419。

[0019] 带真空过滤机的义齿石膏模型修整机在工作前，关闭沉淀槽阀门413，通过储水箱

进水阀门412给储水箱403加水，当高端水位传感器414检测到水位达到高端水位传感器414

所在高度时，停止加水，带真空过滤机的义齿石膏模型修整机进入正常工作状态。

[0020] 带真空过滤机的义齿石膏模型修整机正常工作时，关闭储水箱进水阀门412、沉淀

槽阀门413，启动循环水泵407，调整石膏模型修整水路阀门410、滤带清洗水路阀门411至合

适的流量，启动石膏模型修整机3，进入正常的义齿石膏模型修整工作；带真空过滤机的义

齿石膏模型修整机工作时，产生的带有石膏粉末的污水经修整机回水口301输入到真空过

滤机4的滤带401的工作段，在真空室402的真空负压作用下，石膏粉末和水发生过滤分离，

过滤后的净水经过滤回水管405回收到储水箱403中，脱水后的石膏滤饼6在滤带401工作段

末端与滤带401分离，落入石膏回收箱5中；滤带清洗水路409的喷淋口对滤带401进行喷水

清洗再生，滤带清洗后的污水经滤带清洗回水口417回收至储水箱403中；所述真空过滤机4

过滤出的净水和滤带清洗后的污水被过滤网418隔离；当带真空过滤机的义齿石膏模型修

整机工作结束后，继续运转十五分钟，对储水箱403中进行持续过滤净化，减少储水箱403中

水的石膏粉末含量；当储水箱403中的水位低于低端水位传感器415，通过储水箱进水阀门

412给储水箱403补水；每次补水时，利用储水箱进水道端部设置的水平喷淋口冲洗过滤网

418上沉积的石膏粉末。

[0021] 当沉淀槽传感器416检测到沉淀槽404内沉淀物较多时，需进行沉淀物清除工作；

清除沉淀物时，关闭石膏模型修整水路阀门410、储水箱进水阀门412，打开滤带清洗水路阀

门411、沉淀槽阀门413，然后同时打开循环水泵407、清淤泵419，利用真空过滤机4滤除沉淀

槽404内的沉淀物；沉淀物清除工作需持续进行两小时。

[0022] 本实用新型未详述部分为现有技术。
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